[bookmark: _GoBack]Předmětem této VZ je laserový litografický systém zaměřený na přípravu mikrostrukturovaných povrchů pomocí techniky přímé laserové litografie. 

Minimální technické parametry zařízení:
· Pracovní rozsah laseru min. 140x140 mm²
· Možnost upevnění substrátů (waferů) až do X-Y 200x200 mm2 a tloušťky min. 300µm – 5mm 
· Nainstalovaný vakuový držák vzorku pro wafery o průměru až 6" 
· X-Y rozlišení stolku min. 150 nm nebo vyšší
· Systém musí být schopen pracovat s malými vzorky 3x3mm² se stejnou kvalitou jako na celém waferu. 
· Instalován bude laser 375nm, s min. výkonem 60 mW (životnost >10 000h) 
· Možnost integrovat více různých laserových zdrojů v jednom přístroji: např. 375nm, 405nm (nebo 266 nm). Tyto lasery musí být možné manuálně nebo automaticky přepnout během několika sekund (nabízená konfigurace musí být upgradovatelná na nejméně 2 simultánně používané lasery.  
· Možnost využití více velikostí laserových spotů. Minimálně 2 velikosti, které jsou automaticky přepínatelné během procesu, musí být obsaženy v dodaném zařízení. 
· Systém musí být vybaven 1ks optické trubice s velikostí laserového spotu < 1μm a 1ks optické trubice s velikostí spotu 10μm
· Systém musí být schopen automatického přepnutí optické dráhy (1μm/10μm) během litografického procesu
· Systém musí mít dostatečnou hloubku ostrosti, která dovoluje litografický zápis na silné vrstvě fotorezistu během jednoho průchodu laseru bez nutnosti zaostřování. 
· Minimální aspect ratio zařízení 1x20 nebo více
· Schopnost zápisu na rezist o síle 250µm nebo silnější
· Mód zápisu: skenovací mód, vektorový mód a kombinace obou módů v jednom vzoru. 
· Systém by měl být schopen poskytnout min. 5000 odstínů šedi
· Systém musí být vybaven overlay funkcí pro všechny typy vzorků s přesností 1µm nebo lepší
· Systém musí být dodán s ovládacím PC a kontrolní jednotkou se softwarem pro generování mikrovzorů (kompatibilní DXF-GDSII) a kontrolním softwarem pro laserový litograf 
· Automatická fokusace
· Antivibrační pneumatický stolek a další antivibrační komponenty musí být součástí dodávky zařízení 
· Systém musí být kompatibilní s čistými provozy. 





The subject of the tender is the laser lithography system dedicated for preparation of microstructured surfaces by direct laser lithography method. 

The minimal technical specifications of the equipment:
· Laser working surface min. 140x140 mm²
· Possibility to mount substrates (wafers) up to X-Y size 200x200 mm2 and with min. 300µm – 5mm thickness
· Installed vacuum chuck for wafer till 6" 
· X-Y stage resolution min. 150 nm or higher 
· System must be capable to proceed small sample 3x3mm² with the same rendering quality than wafers
· Installed laser source 375nm, min. power 60 mW (life-time >10 000h) 

· Possibility to integrate several different laser sources in the machine: 375nm, and 405nm (or 266 nm) laser for example, switchable manually or automatically in few seconds (offered system must be upgradable at least up to 2 different simultaneously installed lasers).
· Possibility to use several beam sizes, minimum 2 beam sizes switchable automatically during the patterning with the same device.
· System will be equipped with 1pc of optical tube with the beam size < 1μm and 1pc of optical tube with the beam size 10μm
· System must be able to perform the automated optical line switch (1μm/10μm) during the lithography process
· System must have a large depth of focus allowing the writing into thick resist layers in one laser pass without focusing change. 
· Minimum aspect ratio 1x20 or more
· Capability to write into 250µm thick layer or more
· Mode of laser writing: scanning mode, vector mode and combination of both for the same pattern
· System should be able to work with min. 5000 greyscale levels
· System must be equipped with the overlay function with better than 1µm accuracy on all kind of samples
· System must be delivered with the control PC unit and appropriate software for design of micropatterns (compatible DXF-GDSII) and control software for lithography equipment
· Automated focus settings
· Antivibration pneumatic table or other types of antivibration systems must be delivered with the equipment
· System must be clean room compatible


